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附表１ 

系爭專利與引證 所在頁碼 備  註 

系爭專利說明書公告本；

110.5.14 更正申請書及附件 

舉發卷 1第 154-173 頁；

舉發卷 3第 5-14 頁 

審定日:105.12.29 

西元 1995 年 3 月 14 日公告

之美國第 5,398,133 號

「HIGH ENDURANGE NEAR-

INFRARED OPTICAL WINDOW」

專利案 

舉發卷 1第 148-153 頁 證據 2 註 1 

西元 2008 年 9 月 18 日公開

之美國第 2008/0223436A1 號

「 BACK REFLECTOR FOR USE 

IN PHOTOVOTAIC DEVICE」專

利案 

舉發卷 1第 137-146 頁 證據 3 註 1 

西元 2006 年 10 月 4 日公告

之中國第 CN1278157C 號「折

射率可调的薄膜干涉涂层」

專利案 

舉發卷 1第 106-129 頁 證據 4 

西元 2008 年 5 月 16 日公開

之「Silicon Nitride ARC 

Thin Films by New Plasma 

Enhanced Chemical Vapor 

Deposition Source 

Technology」技術文獻 

舉發卷 1第 103-105 頁 證據 5 

西元 1998 年 8 月 26 日公開

之「Transformation of 

filter transmission data 

for f-number and chief 

ray angle」技術文獻 

舉發卷 1第 92-97 頁 證據 6 

西元 2001 年 1 月 26 日出版

之「H Angus Macleod THIN-

FILM OPTICAL FILTERS 

Third Edition｣教科書第

283-287 頁 

舉發卷 1第 79-83 頁 證據 7 

(補強證據) 

西元 2009 年 3 月 18 日公開

之中國第 CN101389982A 號

「分色镜」專利案 

舉發卷 1第 65-74 頁 證據 8 

西元 2010 年 1 月 16 日公 舉發卷 1第 46-64 頁 證據 9 註 1 
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開之我國第 201003477A 號

「感測系統」專利案 

西元 2012 年 6 月 16 日公開

之我國第 201225637A1 號

「三維（3-D）照相機」專利

案 

舉發卷 1第 33-45 頁 證據 10 註 1 

西元 2012 年 5 月 23 日公告

之中國第 CN1737190B 號「磁

控溅镀装置」專利案 

舉發卷 1第 19-32 頁 證據 11 

西元 2006 年 8 月 3 日公開之

美國第 2006/0171698 A1 號

「Chip scale image sensor 

module and fabrication 

method of same」專利案 

舉發卷 1第 9-18 頁 證據 12 註 1 

西元 1993 年 10 月 1 日公開

之「Amorphous silicon and 

amorphous silicon nitride 

films prepared by a 

plasma-enhanced chemical 

vapor deposition process 

as optical coating 

materials」技術文獻 

舉發卷 1第 6-8 頁 證據 13 註 1 

西元 2007 年 7 月 26 日出版

之「Warren J. Smith： 

Modern Optical 

Engineering(3rd 

Edition)」教科書第 5~8 頁 

舉發卷 2第 47-49 頁 證據 14 

西元 2007 年 5 月 4 日公

開之「Reduced angle-shift 

infrared bandpass filter 

coatings」技術文獻 

舉發卷 2第 44-46 頁 證據 15 

西元 2004 年 6 月 10 日公開

之「a-Si:H/SiO2 

multilayer films 

fabricated by radio-

frequency magnetron 

sputtering for optical 

filters」技術文獻 

舉發卷 3第 32-35 頁 證據 16 註 1 
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西 元 2007 年 11 月 4 日 公 

開 之「Development and 

Implementation of a 

Hydrogenated a-Si 

Reactive Sputter 

Deposition Process」技術

文獻 

舉發卷 3第 26-27 頁 證據 17 註 1 

註 1：原告起訴後縮減舉發階段之證據組合，故於證據右上角，以「註 1」標註

原告起訴時所引用之證據，以資區別。 

註 2：系爭專利申請日為西元 2013 年 7 月 15 日，優先權日為西元 2012 年 7 月

16 日。 

 


